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摘要(译)

第一导电构件位于基底基板上。第二导电构件位于第一导电构件上，第二导电构件电耦合到第一导电构件，并且具有高于第一导电
构件的电阻率的电阻率。掩模衬底位于第二导电构件上。去除与第二导电构件接触的掩模基板的一部分。
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